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(57)【要約】
【課題】　バンクで囲まれた区画領域内に有機ＥＬ塗布
液を吐出して有機化合物層を形成して有機ＥＬ表示パネ
ルを製造する方法において、バンク形成時のパターニン
グ誤差による区画領域内の面積変動により、有機化合物
層の層厚が設計値からずれてしまう。特に、１枚の基板
から複数枚の有機ＥＬ表示パネルを製造する量産時には
大きな問題である。
【解決手段】　事前に区画領域それぞれの面積を取得し
、取得した面積に応じて有機ＥＬ塗布液の量を制御しな
がら区画領域内に前記塗布液を吐出することにより、有
機化合物層の層厚のずれを低減する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板面内に電極の間に配置された有機化合物層を含む有機ＥＬ素子を有し、前記有機化
合物層は有機化合物材料を溶媒に溶かした塗布液を区画された領域内に塗布して形成され
る有機ＥＬ表示パネルを、１枚の基板から複数形成する有機ＥＬ表示パネルの製造方法で
あって、
　前記区画された領域それぞれの面積を取得する工程と、
　前記取得された面積に応じて前記塗布液の量あるいは濃度を制御しながら、前記区画さ
れた領域内に前記塗布液を吐出する工程と、
を有することを特徴とする有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項２】
　前記区画された領域それぞれの面積を取得する工程は、前記基板面内の一部に設けられ
た区画された領域の面積を取得する工程であり、
　前記取得された面積に応じて前記塗布液の量を制御しながら、前記区画された領域内に
前記塗布液を吐出する工程は、前記基板面内の一部の区画された領域の面積と予め設定さ
れたアルゴリズムとに従って塗布液の量を制御する工程であることを特徴とする請求項１
に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項３】
　前記塗布液を吐出する工程はディスペンス法、もしくはインクジェット法によるもので
あって、前記塗布液を吐出する吐出口の走査速度を制御することにより、前記区画された
領域内に吐出する塗布液の量を制御することを特徴とする請求項１または請求項２に記載
の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項４】
　塗布液を、基板面内の区画された領域内に塗布する塗布装置であって、
　前記基板面内の一部の区画された領域の画像を取得する手段と、
　前記取得した画像から前記一部の区画された領域それぞれの面積を算出する手段と、
　前記算出した基板面内の一部について算出した面積と予め設定されたアルゴリズムとか
ら、前記基板面内の全体の区画された領域それぞれに塗布する塗布液の量あるいは濃度を
算出する手段と、
　前記算出した量あるいは濃度の塗布液を吐出する吐出量制御手段と、
　前記塗布液を吐出する吐出口と、
を有することを特徴とする塗布装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ表示パネルの製造方法および装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ素子は、ＥＬ発光性能を持つ、有機低分子あるいは有機高分子からなる有機化
合物層を有する素子であり、自己発光のため広い視野角性能を有し、また耐衝撃性に優れ
るなど、表示素子として理想的な特長を有している。このため、有機ＥＬ素子を複数配置
した有機ＥＬ表示パネルの実用化に向け、各種の分野において研究開発が精力的に進めら
れている。
【０００３】
　有機化合物層の製造方法として、真空蒸着法、印刷法、インクジェット法、ディスペン
ス法などが広く研究開発されている。
【０００４】
　この中でも特に、インクジェット法（特許文献１）やディスペンス法（特許文献２）は
有機化合物の材料利用効率に優れ、量産に適した方法である。これらの溶媒に有機化合物
材料を溶解した有機ＥＬ塗布液を塗布する製造方法において、有機ＥＬ塗布液を塗り分け
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る目的で、塗布領域をバンク（隔壁）で区画する構造が用いられている。
【０００５】
　また、製造コスト低減を目的に、１枚の大判基板に複数の有機ＥＬ表示パネルを形成し
た後、基板を分割して有機ＥＬ表示パネルを生産する方法が用いられる。これにより、１
枚の大判基板から、複数の表示パネルを効率良く生産することができる。
【特許文献１】特開平１０－１２３７７号公報
【特許文献２】特開２００４－２０９４０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　高精細の小型パネルの場合、バンクによって区画される領域（以下、区画領域と表記す
る）の幅は７０μｍ以下、バンクの幅は１０μｍ以下、と非常に微細なパターンを有する
。さらに、区画領域内に形成する有機化合物層の層厚が薄いため、有機ＥＬ塗布液の塗布
量はごく微量である。これらの理由から、バンクをパターニングする時の露光装置アライ
メント精度や感光性レジストのエッチング精度に起因するパターン形成誤差、すなわち区
画領域の面積変動が無視できなくなる。現在、一般的に表示パネルの製造に用いられてい
る、露光装置の精度や感光性レジストの性能では、設計通りにパターニングすることは難
しく、平均すると設計パターンから１～１．５μｍの誤差ができてしまう。
【０００７】
　つまり、インクジェット法等により区画領域内に有機ＥＬ塗布液を塗布する際、設計し
た面積に合わせて吐出量を一定に制御すると、パターニングにより区画領域の面積が変動
するため、溶媒の揮発後に形成される有機化合物層の層厚は設計値からずれてしまう。
【０００８】
　例えば、バンク幅が５μｍ、幅（画素幅に等しい）が２７μｍのストライプ状の区画領
域を有する３インチＶＧＡパネルを形成する場合を考える。バンクを構成する感光性レジ
ストのパターン形成誤差により、バンク幅が片側０．５μｍずつ変動した時、固形分濃度
２％の塗布液を一定の液量で塗布すると溶媒揮発後の有機化合物層の層厚は約５％変動し
てしまう。
【０００９】
　人の目でみて輝度むらのない表示パネルを実現するためには、有機化合物層の層厚誤差
は、表示パネル全体で設計値の３％以下に抑えなければならない。前述したように、区画
領域ごとに有機化合物層の膜厚が設計値からずれると、表示パネルの輝度むらという製品
不良の原因となり、生産歩留まりを低下させる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記の課題を解決する為に、基板面内に電極の間に配置された有機化合物層
を含む有機ＥＬ素子を有し、前記有機化合物層は有機化合物材料を溶媒に溶かした塗布液
を区画された領域内に塗布して形成される有機ＥＬ表示パネルを、１枚の基板から複数形
成する有機ＥＬ表示パネルの製造方法であって、前記区画された領域それぞれの面積を取
得する工程と、前記取得された面積に応じて前記塗布液の量あるいは濃度を制御しながら
、前記区画された領域内に前記塗布液を吐出する工程と、を有することを特徴とする。
【００１１】
　また、塗布液を、基板面内の区画された領域内に塗布する塗布装置であって、前記基板
面内の一部の区画された領域の画像を取得する手段と、前記取得した画像から前記一部分
の区画された領域それぞれの面積を算出する手段と、前記算出した基板面内の一部につい
て算出した面積と予め設定されたアルゴリズムとから、前記基板面内の全体の区画された
領域それぞれに塗布する塗布液の量あるいは濃度を算出する手段と、前記算出した量ある
いは濃度の塗布液を吐出する吐出量制御手段と、前記塗布液を吐出する吐出口と、を有す
ることを特徴とする塗布装置を用いる。
【発明の効果】
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【００１２】
　本発明によると、１枚の基板から複数の高精細な有機ＥＬ表示パネルを塗布法により製
造する際、基板面内の各有機ＥＬ表示パネルに形成された区画領域の面積を取得し、各区
画領域の面積に応じて有機ＥＬ塗布液の吐出量を制御する。これにより、溶媒揮発後の有
機化合物層の層厚を設計値通りに形成することが出来、輝度むらの少ない有機ＥＬ表示パ
ネルを量産することができる。
【００１３】
　また、本発明は、区画領域の面積を事前に計測し、面積データを吐出制御装置にフィー
ドバックして区画領域毎の吐出量を制御するという簡単な手法により、有機化合物層を設
計通りの層厚に形成することができるため、装置コストも安価である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。まず、１枚の有機ＥＬ表示パ
ネルについて構成要素に分けて説明する。基板に複数形成される個々の有機ＥＬ表示パネ
ルも、同様に構成される。なお、各層や各部材を図面で認識可能な大きさで記述したため
、図中の縮尺は実際とは異なっている。
【００１５】
　図４は、本発明にかかるボトムエミッションタイプの有機ＥＬ表示パネルの一例を説明
する断面模式図である。不図示のＴＦＴ回路が形成された基板１０１上に、透明な画素電
極１０３、画素間にバンク１０２が形成される。以下、支持基板上にＴＦＴ回路が形成さ
れたものを単に基板と呼ぶ。
【００１６】
　画素電極１０３上には有機化合物層３０１が形成され、有機化合物層３０１の上に上部
電極（カソード電極）４０１が形成される。さらにガラスからなる封止部材４０２にて封
止される。
【００１７】
　図５は、本発明にかかるトップエミッションタイプの有機ＥＬ表示パネルの断面模式図
である。画像を表示する表示領域には、基板１０１上に各画素を駆動する画素回路、画素
回路の凹凸形状を平坦化する平坦化層、平坦化層に形成されたコンタクトホール（いずれ
も不図示）を介してＴＦＴと導通する反射層５０１および画素電極１０３が形成される。
表示領域には、さらに有機化合物層を形成する領域を区画するバンク１０２、各区画領域
に有機化合物層３０１、有機化合物層上に上部電極４０１が形成される。反射層５０１は
、有機化合物層３０１から基板側に放射された光を、光取り出し側、つまり上部電極４０
１側へと反射するための層である。
【００１８】
　さらに、外気に曝されて水分や酸素等により劣化したり、外力により破壊されるのを防
ぐため、ガラス基板やＳｉＮ膜などの封止部材４０２により封止される。
【００１９】
　本発明にかかる有機ＥＬ表示パネルは、前述した構成に限定されるものではなく、他に
表示領域の電気抵抗を下げるための補助電極や有機ＥＬ表示パネルの特性を向上させるた
めの機能層等を追加しても良い。
【００２０】
　（支持基板および駆動回路）
　有機ＥＬ表示パネルに用いる支持基板には、ガラスなどの絶縁性材料が用いられ、表示
領域に画素回路、表示領域の周辺にゲートドライバ、ソースドライバ、インターフェース
ドライバ等の駆動回路が形成される。
【００２１】
　画素をアクティブ駆動する場合の画素回路の例を図９に示す。画素回路は画素ごとに配
置されており、ドライブトランジスタＴ１、スイッチングトランジスタＴ２、保持容量Ｃ
ｈ、ＯＬＥＤ（有機ＥＬ素子）から構成されている。ＯＬＥＤ（有機ＥＬ素子）に、本発
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明の方法によって形成された有機化合物層が適用される。画素をマトリックス状に配置し
た場合、支持基板上に形成される回路は、図１０に示すような回路となる。
【００２２】
　図１１は、前記のマトリックス状の回路とインターフェースドライバとを有する有機Ｅ
Ｌ表示パネルの一例を示したものである。マトリックス状の回路は、さらにインターフェ
ースドライバに接続されている。外部からインターフェイスドライバに入力される画像情
報は、ゲートドライバ、ソースドライバを介して各画素回路へと送られ、各画素が画像情
報に応じて点灯して画像を表示する。駆動回路は、図１１のように、表示領域が形成され
た基板と同一基板上に設けても良いし、ガラスなどの別体に形成した後、基板上にマウン
トしても良い。
【００２３】
　（平坦化膜）
　前述の回路の表面を覆うように、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂等の樹脂材料からなる
平坦化膜を形成する。平坦化膜は、回路による凹凸を緩和し、その上に積層される膜が、
その凹凸部で不連続になるのを防止する。
【００２４】
　平坦化膜には、スイッチングトランジスタと後に形成する画素電極とを、電気的に接続
するためのコンタクトホールが形成される。
【００２５】
　（画素電極）
　アクティブマトリックス駆動の場合、画素電極は画素ごとに形成される。画素電極は、
Ａｌ、Ａｇ、Ａｕ、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＩＷＺＯ、ＩＧＯ、ＩＧＺＯ、ＺｎＯ等、有機ＥＬ
素子の電極として公知の材料を用いることができる。
【００２６】
　トップエミッション構造の有機ＥＬ表示パネルの場合は、画素電極の下に反射層を形成
しても良い。ボトムエミッション構造の有機ＥＬ表示パネルの場合は、画素電極には透明
な材料を用いる。
【００２７】
　（バンク）
　バンクは有機化合物層を形成する領域、すなわち、有機ＥＬ塗布液の塗布領域を区画す
るものである。区画領域ごとに異なる材料を形成する場合、隣接する区画領域間で材料が
混合するのも防止する。区画の仕方は、画素ごと（格子状パターン）であってもよいし、
画素の配列次第で行、もしくは列ごと（ストライプ状パターン）であっても良い。
【００２８】
　バンクの材料には絶縁材料が好適に用いられ、特にフッ素樹脂を含有する感光性エポキ
シ樹脂や、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂などの樹脂材料が好適に用いられる。フッ素樹
脂を含有しない材料を用いる場合、バンクの表面にフッ素ラジカルを用いた公知の撥水処
理を施してもよい。
【００２９】
　バンクの材料は、まず基板全面にスピンコーター等で塗布された後、フォトリソにより
パターニングされる。
【００３０】
　前述したように、表示パネルの製造に用いられる露光装置やレジストによって形成され
るパターニンには、設計パターンから平均で±１～１．５μｍの誤差が生じる。
【００３１】
　ここで、塗布法で形成する場合の区画領域のパターン誤差と有機化合物層の設計層厚か
らの変動との関係を、図３を用いて説明する。
【００３２】
　図３は、ストライプ状パターンのバンクで区画された素子の断面斜視図である。
【００３３】
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　バンク１０２による区画領域の幅（ここでは画素幅と等しい）をＷ１、バンクの幅をＷ
２とする。さらに区画領域の長さをＬ１、塗布法で形成する有機化合物層の設計層厚をｄ
１、バンクのパターニング誤差による区画領域の変動幅をΔＷとすると、その時の層厚ｄ
ｘは、以下の式で表わされる。
【００３４】
　　　ｄｘ＝Ｗ１＊ｄ１＊Ｌ１／（Ｗ１＋ΔＷ）＊Ｌ１
　　　ｄｘ／ｄ１＝Ｗ１／（Ｗ１＋ΔＷ）
　区画領域の幅が小さくなる方向に、両幅のバンクに１μｍずつ誤差が生じ、ΔＷが２μ
ｍとなった時、層厚の変動率は図６のようになり、変動が３％以内に収まるのは、区画領
域の幅、つまり画素幅は７０μｍ以上の場合である。
【００３５】
　ここでは、ストライプ状パターンに形成された区画領域を例にとって計算したので、Ｌ
１はＷ１より十分に長いと仮定し、Ｌ１は一定とした。Ｌ１が短くなるほど、例えばバン
ク１０２を格子状パターンに形成した場合には、Ｌ１にもフォトリソによる変動分が大き
く影響してくる。
【００３６】
　具体的に説明すると、図７のように、基板１０１上に形成したバンク８０２の片側にの
みパターン誤差が発生した場合（８０５＜８０３＝８０４＝８０６、ピッチ８１２～８１
４は等しい）、区画領域８０９の幅は他の区画領域よりも広くなる。バンクによる区画領
域の幅の違いは区画領域の面積の違いとなり、有機ＥＬ塗布液を同じ量ずつ塗布すると、
区画領域８０９に形成される有機化合物層３０１の層厚は薄くなってしまう。
【００３７】
　（有機化合物層）
　画素電極上に形成される有機化合物層には、ホール注入層、インターレイヤー、発光層
等が含まれるが、インターレイヤーは材料の組み合わせによって省略することもできる。
【００３８】
　塗布法では、水や有機溶媒などの溶媒に有機化合物材料を溶かした有機ＥＬ塗布液を用
いる。水溶性の有機化合物材料や有機溶媒に溶ける有機化合物材料を積層形成する場合、
一旦形成した膜がその後塗布した有機化合物材料の溶媒に影響を受けないように、積層順
に注意が必要である。特に、有機化合物層は水分によって非常に劣化しやすいため、一旦
形成した有機化合物層の上に水溶性の有機化合物材料を塗布形成することはできない。
【００３９】
　一般的な塗布法による有機化合物層の積層方法は、まず水溶性のホール注入層材料を塗
布し、水分を充分に揮発させてホール注入層を形成する。その後、有機溶媒に溶かしたイ
ンターレイヤーや発光層等の有機化合物材料を重ねて塗布し、溶媒を揮発させてインター
レイヤーや発光層を形成する。このような順序で形成すれば、水溶性のホール注入層材料
が有機溶媒に溶け出すことはなく、ホール注入層が水分で劣化することもない。
【００４０】
　ここで、インターレイヤーとは、ホール注入層と発光層の間に設け、ホール注入層に含
まれる物質、例えば酸性イオンが発光層に拡散して特性を劣化させるのを防止する層であ
る。
【００４１】
　発光層の上にさらに電子注入層等の機能層を積層する場合は、蒸着法等の乾式法で形成
することができる。
【００４２】
　（上部電極）
　有機化合物層上には上部電極が形成される。上部電極には画素電極と同様の材料を用い
ることができる。ただし、発光した光を取り出すためには、画素電極と上部電極のいずれ
か一方を透明にしておかなければならない。光取り出し側に形成する電極には、透明導電
膜や薄膜金属からなる半透過導電膜、あるいはそれらを積層した透光性の膜を用いる。
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【００４３】
　（封止構成）
　上部電極までを形成した有機ＥＬ表示パネルは、水分や衝撃等の外部要因から保護する
ために封止される。ガラス等の透湿性の低い材料を、ＵＶ硬化性樹脂やガラスフリット等
の接着剤で基板に接着した封止構成を用いることができる。また、ＳｉＮやＳｉＯ等の透
湿性の低い無機膜や、樹脂膜と透湿性の低い無機膜との積層膜等で有機ＥＬ素子を覆う封
止構成を用いることもできる。
【００４４】
　トップエミッション構造の有機ＥＬ表示パネルの場合は、ガラスやＳｉＮ等の光透過率
の高い材料を用い、ボトムエミッション構造の有機ＥＬ表示パネルの場合は、金属等の透
過性の低い材料からなる封止管や膜を用いることができる
　（製造方法）
　続いて、本発明の特徴である有機化合物層の形成工程について図１と図２を用いて詳し
く説明する。有機化合物層の形成以外の工程には、従来の製造方法を用いることができる
。
【００４５】
　図１は有機ＥＬ材料を塗布して有機化合物層を形成する装置の模式図である。まず、画
素電極１０３とバンク１０２とが形成された基板１０１は、その表面を画像取り込み装置
１０４で撮影される。取得した画像データは画像処理装置１０５で画像処理され、バンク
１０２による区画領域の位置と面積が算出される。位置データおよび面積データは吐出量
制御装置１０６へ転送され、吐出量制御装置１０６はそれらのデータに応じて区画領域毎
に吐出量を制御する。その結果、各区画領域には、それぞれの面積に応じた量の有機ＥＬ
塗布液が塗布されるので、溶媒が揮発した後に各区画領域内に形成される有機化合物層の
層厚は、ほぼ設計通りにすることができる。
【００４６】
　また、区画領域の面積変動は、バンクをパターニングする際の露光工程および現像工程
の基板内のむらに起因する。同一の露光装置および現像装置を用いた同一工程においては
、むらの発生する傾向が同じである。そこで、パターニングする際の露光工程および現像
工程の基板面内のむらを事前に計測し、その結果に基づくアルゴリズムを吐出量制御装置
に設定しておいても良い。そうすれば、同一装置かつ同一工程によって形成されるバンク
に有機ＥＬ塗布液を塗布する際には、基板の一部の区画領域の面積を計測し、前記アルゴ
リズムによって基板面内の全体の区画領域を塗布することができる。これにより、タクト
タイムを格段に短縮することができる。
【００４７】
　図２（ａ）は、１枚の大判基板内に表示パネルを複数形成する際に、各表示パネルの区
画領域毎の吐出量を制御する方法として、吐出装置１０７の吐出口の走査速度を変える例
を示した図である。図２（ｂ）は（ａ）の表示パネル１つを拡大した図である。表示パネ
ルにはストライプ状パターンのバンクが形成されている。バンクは有機ＥＬ塗布液の塗布
方向と並行な方向だけでなく、その開始端と終端にも設けられ、有機ＥＬ塗布液を塗布す
る領域はバンク１０２で区画されている。各表示パネルの区画領域ごとに吐出量を制御す
るには、位置データおよび面積データに応じて、吐出装置１０７に設けられた吐出口の走
査速度υを制御することが簡便で、現実的である。ここで、吐出口の走査速度υは、基板
と吐出口の相対速度の意味であって、吐出口を動かしても良いし、基板を動かしても良い
し、その両方を動かしても良い。
【００４８】
　吐出口の走査速度υによって区画領域内の吐出量を制御する方法は、ディスペンス法に
最適であるが、インクジェット法にも用いることができる。インクジェット法を用いる場
合は、各表示パネル毎の区画領域の位置データおよび面積データに応じて、各区画領域内
の吐出回数を変えても良い。
【００４９】



(8) JP 2010-102892 A 2010.5.6

10

20

30

40

50

　また、吐出量制御装置１０６は、吐出量の制御の他に塗布液の濃度を制御するものであ
ってもよい。この場合、吐出量制御装置１０６は、装置内に基準濃度の有機ＥＬ塗布液と
溶媒とを備え、区画領域の面積に応じて高速で塗布液中の有機化合物材料の濃度を制御す
ることができる。基準濃度の塗布液に流量制御された溶媒が混合され、濃度が調整される
。濃度調整された有機ＥＬ塗布液は、吐出口から各区画領域に塗布される。その結果、有
機ＥＬ塗布液の吐出量を調整した場合と同様に、区画領域の面積に応じて、ほぼ設計値通
りの層厚の有機化合物層を形成することができる。
【００５０】
　画像取り込み装置１０４は、塗布動作以前に画像処理と吐出装置の制御データが形成で
きれば、図１のように吐出装置１０７とは別の装置であっても良いし、吐出装置１０７と
一体化されていても良い。
【００５１】
　（実施例１）
　図１は、本発明にかかる製造装置の有機化合物層形成装置の模式図である。
【００５２】
　ＩＴＯからなる画素電極１０３などを作製した基板１０１上の画素間に、ポリイミド樹
脂でバンク１０２を形成した。バンク１０２にはフッ素ラジカルを用いて撥水処理が行わ
れている。バンクの幅は設計値５μｍを中心値として、±１μｍの範囲内でばらついてい
た。バンクは画素の長さ方向に区画するストライプ状とし、区画領域すなわち画素の幅は
２７μｍとした。
【００５３】
　３００ｍｍ×３５０ｍｍサイズの基板１０１に、２．５インチ（対角２．５インチ）の
大きさの表示パネルを縦に４個、横に３個、合計１２個（パネル２０１～２１２）を形成
した。図２（ａ）に表示パネルが形成された基板１０１の平面図を示す。
【００５４】
　まず、基板面内に形成した区画領域の形状を画像取り込み装置１０４で撮影し、取得し
た画像データを画像処理装置１０５で処理して各区画領域の面積を算出し、面積データを
吐出量制御装置１０６へ転送した。吐出量制御装置は、面積データに応じて画領域毎に吐
出口の走査速度を制御し、吐出装置１０７から吐出する塗布液の量を適宜変化させた。１
つの区画領域内の塗布速度をυとすると、図８のようにυをパネル毎に変化した。
【００５５】
　塗布方式は、塗布液をパルス的に吐出するインクジェット法を採用した。
【００５６】
　特開２００７－２００８３６有機ＥＬ塗布液には、純水に溶かしたホール注入材料のＰ
ＥＤＯＴ／ＰＳＳ液を用いた。
【００５７】
　パネル２０１～２１２のすべてのパネルにおける溶媒揮発後のＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ層の
層厚は、設計層厚５０ｎｍに対して５０ｎｍ±０．９ｎｍと、ずれは３％以内であった。
【００５８】
　（比較例１）
　実施例１と同様の基板に、画像取り込み装置１０４や、画像処理装置１０５を取り外し
、吐出量を一定に保つ吐出装置を用いて、実施例１と同じＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ液を塗布形
成した。乾燥後に得られたＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ層の膜厚を測定したところ、パネル２０１
～２１２の全体で、設計層厚に５０ｎｍに対して５０ｎｍ±３．５ｎｍとなり、層厚の目
標スペックとしている±３％以下を達成しなかった。
【００５９】
　（実施例２）
　本実施例では、吐出量の制御に変えて、塗布液の濃度を制御して有機化合物層を塗布し
た。
【００６０】



(9) JP 2010-102892 A 2010.5.6

10

20

30

40

50

　フッ素樹脂が含有された感光性エポキシ樹脂でバンク１０２を形成したこと以外は、実
施例１と同様にしてバンクまでを形成した。バンクはそのままで撥液能力が備わっている
。
【００６１】
　バンクによる区画領域の形状を画像取り込み装置１０４で撮影し、取得したデータを画
像処理装置１０５で処理して各区画領域の面積を算出し、吐出量制御装置１０６へ転送し
た。吐出量制御装置１０６は面積データに応じて区画領域毎吐出装置１０７から吐出する
塗布液の濃度を適宜変化させた。塗布液濃度をｃ、溝内液量をＶ、膜厚ｄの関係は、図１
３に示した通りである。このとき、速度υは一定とした。
【００６２】
　塗布方式は、塗布液を連続的に吐出するディスペンス法を採用した。
【００６３】
　有機ＥＬ塗布液として、発光層材料のポリパラフェニレンビニレン誘導体ｐｏｌｙ［２
－ｍｅｔｈｏｘｙ，５－（２´－ｅｔｈｙｌｈｅｘｏｘｙ）－１，４－ｐｈｅｎｙｌｅｎ
　ｖｉｎｙｌｅｎｅ］をアニソールで希釈したものを塗布した。
【００６４】
　パネル２０１～２１２のすべてのパネルにおける乾燥後の発光層の層厚は、設計値８０
ｎｍに対して、８０ｎｍ±１．８ｎｍとずれは３％以内であった。
【００６５】
　（実施例３）
　本実施例では、パネル２個分が入るサイズのフォトマスクを用い、３６５ｍｍ×４６０
ｍｍサイズの基板上に、縦に６個、横に６個の計３６個のパネルに該当するバンクをフォ
トリソにて形成した。図１４に本実施例にかかるパネルの一部分を示した。
【００６６】
　基板上にバンクを形成する際の露光装置のフォトマスク９０３のサイズは、図１４に示
すようにパネル２個分とした。このフォトマスク９０３を用いて、同一の露光装置でパネ
ル２個分の露光を繰り返し、基板面内の全体にフォトリソ工程を施した。
【００６７】
　バンクの材料には実施例２と同じ材料を用いたところ、バンクの幅は設計値５μｍを中
心値として、±１μｍの範囲でばらついていた。バンクによって区画される領域の幅は２
７μｍとした。
【００６８】
　まず、基板面内の一部分、つまり１回の露光でパターニングされる２個のパネル（９０
１と９０２）の区画領域の形状を、画像取り込み装置１０４で撮影した。そして、基板上
の他のパネルの区画領域の形状は、前記露光パターンの繰り返し、つまり、前記画像デー
タの繰り返しであると仮定して、画像処理装置１０５で基板全体の画像データに処理し、
吐出量制御装置１０６へ転送した。吐出量制御装置は、該画像データに応じてバンクによ
る区画領域ごとに有機ＥＬ塗布液の濃度を制御し、吐出装置１０７から吐出する有機化合
物材料の量を適宜変化させた。塗布液の濃度をｃ１、溝内液量をＶ１、膜厚ｄ１の関係は
、図１３に示した通りである。このとき、速度υは一定とした。
【００６９】
　塗布方式は、塗布液を連続的に吐出するディスペンス方式を採用した。
【００７０】
　有機ＥＬ塗布液は、発光層材料のポリパラフェニレンビニレン誘導体ｐｏｌｙ［２－ｍ
ｅｔｈｏｘｙ，５－（２´－ｅｔｈｙｌｈｅｘｏｘｙ）－１，４－ｐｈｅｎｙｌｅｎ　ｖ
ｉｎｙｌｅｎｅ］をアニソールで希釈したものを用いた。
【００７１】
　基板面内のすべての表示パネルにおける乾燥後の発光層の膜厚は、８０ｎｍ±２．０ｎ
ｍであった。
【００７２】
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　以上より、大型の基板に対して、フォトマスク１枚を複数回繰り返して使用する場合、
できあがった区画領域の形状は、フォトマスク１回使用時の繰り返しとなる。すなわち、
大型の基板上の区画領域の形状は、その部分的な計測をもって全体が容易に予想され、区
画領域毎に濃度を変化させるによって膜厚を制御することができた。
【００７３】
　本実施例では有機ＥＬ塗布液の濃度を制御したが、本実施例と同様に、基板の区画領域
の部分的な計測をもって全体を予想し、吐出口の速度を制御しても膜厚を制御することが
できる。
【００７４】
　（実施例４）
　図４は本発明による有機ＥＬ表示パネルの模式図である。３００ｍｍ×３５０ｍｍのガ
ラス基板１０１上に、長さ９０μｍのＩＴＯ電極１０３、感光性エポキシ樹脂でバンク１
０２を形成した。バンク１０２は、実施例２と同様に後処理無しで撥液性がある。バンク
の幅は設計値５μｍを中心値として、±１μｍの範囲内でばらついていた。区画領域の幅
は２７μｍとした。本実施例の基板も、実施例１と同様、１枚の大判基板で、パネル数１
２個が一度に作製出来る。
【００７５】
　ディスペンス法を用いた他は実施例１と同様にして、区画領域の面積に応じて吐出口の
走査速度変化させてＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ層を塗布し、その後溶媒を充分揮発させてホール
注入層５０ｎｍを形成した。続いて、発光層材料には、ポリパラフェニレンビニレン誘導
体ｐｏｌｙ［２－ｍｅｔｈｏｘｙ，５－（２´－ｅｔｈｙｌｈｅｘｏｘｙ）－１，４－ｐ
ｈｅｎｙｌｅｎ　ｖｉｎｙｌｅｎｅ］を用いた。実施例２と同様にアニソールで希釈して
ホール注入層の上に塗布し、溶媒を充分乾燥させて８０ｎｍの発光層を形成した。
【００７６】
　その後、電子注入層としてＣｓＣｏを３５ｎｍと、上部電極としてＡｌ層４０１を１０
０ｎｍを真空蒸着で形成し、表示パネルごとに封止部材４０２としてガラスキャップをＵ
Ｖ硬化性樹脂で接着し、封止した。
【００７７】
　最後に大判基板をスクライバーで切断し、１２個の表示パネルに分割した。
作製した表示パネルの取り出し電極に電源と外部回路を接続して発光させたところ、輝度
は約３００ｃｄ／ｃｍ２で、官能試験で人間の目には輝度バラツキを見つけることはでき
なかった。表示パネルにおけるホール注入層および発光層の設計値からの層厚誤差を検査
するため、表示パネル内の複数箇所の断面ＳＥＭ観察したところ、ホール注入層および発
光層のどちらも設計層厚からの誤差は３％以内であった。
【００７８】
　このような有機発光パネルは、図１２に示すようなデジタルカメラ１４０１、携帯端末
１４０２、テレビ１４０３などに応用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明による湿式の有機ＥＬ製造装置の模式図
【図２】（ａ）本発明にかかる複数の表示パネルを形成した湿式の有機ＥＬ製造装置の平
面模式図、（ｂ）本発明の１表示パネルに形成された有機ＥＬ素子のバンク構造を説明す
る平面模式図
【図３】本発明のバンク製造精度と塗布膜厚の関係を説明する有機ＥＬ素子のバンク近傍
（１つの溝内に塗布した場合）の概念図
【図４】本発明による有機ＥＬ素子（ボトムエミッションタイプ）の断面模式図
【図５】本発明による有機ＥＬ素子（トップエミッションタイプ）の断面模式図
【図６】本発明の説明に用いた塗布溝幅と膜厚変動率の関係を計算した結果
【図７】従来の湿式の有機ＥＬ製造方法で作製した有機ＥＬ素子の断面模式図
【図８】本発明による大判基板で複数のパネルを形成する湿式の有機ＥＬ製造装において
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、隣接パネル間の塗布速度が異なる結果を示した図
【図９】本発明の有機ＥＬ素子とそれを駆動するための回路とを示す模式図
【図１０】本発明の有機ＥＬ素子のマトリックス回路
【図１１】有機ＥＬ表示パネルの一例を示した模式図
【図１２】図１１で示した有機ＥＬ表示装置を搭載した機器を示す模式図
【図１３】実施例２にかかる塗布液濃度ｃ、溝内液量Ｖ、膜厚ｄの関係を示した図
【図１４】実施例３にかかる複数の表示パネルを配置した基板の一部分を示した平面模式
図
【符号の説明】
【００８０】
　１０１　基板
　１０２、８０２、８１５　バンク（隔壁）
　１０３、８１６　画素電極
　１０４　画像取り込み装置
　１０５　画像処理装置
　１０６　吐出量制御装置
　１０７　吐出装置
　１０８　塗布装置から吐出した溶液
　１０９　有機ＥＬ塗布液の乾燥前の液面高さ
　２０１～２１２、９０１、９０２　パネル
　３０１　有機化合物層
　４０１　上部電極（カソード電極）
　４０２　封止部材
　５０１　反射電極
　８０３、８０４、８０５、８０６　バンク幅
　８０７、８０８、８０９、８１０　区画領域幅
　８１１、８１２、８１３、８１４　画素ピッチ
　９０３　バンクパターニング用のフォトマスク
　１４０１　デジタルカメラ
　１４０２　携帯端末
　１４０３　テレビ



(12) JP 2010-102892 A 2010.5.6

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(13) JP 2010-102892 A 2010.5.6

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(14) JP 2010-102892 A 2010.5.6

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(15) JP 2010-102892 A 2010.5.6

【図１３】 【図１４】



(16) JP 2010-102892 A 2010.5.6

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｂ０５Ｃ  11/10     (2006.01)           Ｂ０５Ｃ  11/10    　　　　          　　　　　



专利名称(译) 用于制造有机EL显示面板的方法和设备

公开(公告)号 JP2010102892A 公开(公告)日 2010-05-06

申请号 JP2008272131 申请日 2008-10-22

[标]申请(专利权)人(译) 佳能株式会社

申请(专利权)人(译) 佳能公司

[标]发明人 橋本母理美

发明人 橋本 母理美

IPC分类号 H05B33/10 H01L51/50 H05B33/12 H05B33/22 B05C5/00 B05C11/10

FI分类号 H05B33/10 H05B33/14.A H05B33/12.B H05B33/22.Z B05C5/00.101 B05C11/10 H01L27/32

F-TERM分类号 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC33 3K107/CC45 3K107/DD89 3K107/GG06 3K107/GG08 3K107
/GG28 3K107/GG35 3K107/GG52 4F041/AA05 4F041/AA17 4F041/AB01 4F041/BA05 4F041/BA23 
4F041/BA34 4F042/AA10 4F042/AA28 4F042/AB00 4F042/BA12 4F042/BA16

代理人(译) 雄一Uchio

外部链接 Espacenet

摘要(译)

解决的问题：通过将有机EL涂布液喷射到被堤包围的分隔区域中并由于
堤形成期间的图案化误差而改变该分隔区域内的区域，从而形成有机化
合物层来制造有机EL显示面板。 结果，有机化合物层的层厚度偏离设计
值。 特别地，这是从一个基板大量制造多个有机EL显示面板的大问题。 
解决方案：有机化合物层的层厚是通过预先获取每个分隔区域的面积并
将涂料液排放到分隔区域中，同时根据获取的面积控制有机EL涂料液的
量而获得的。 减少偏差。 [选型图]图1

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/c7980225-437a-4c95-b5d1-caa28737a402
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/042293378/publication/JP2010102892A?q=JP2010102892A

